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 We have reported the improved synthetic strategy for 1,6-Disila[4.4.4]propellane (1), which 

was firstly synthesized in 1971 in a quite low yield,1 enabling us to prepare it as a certain amount 

for further investigation.2 In this study, the reaction of compound 1 with various halogenating 

agents was investigated to obtain bicyclic bis(halosilane)s with silicon-silicon bond cleavage. The 

reactivity of these bicyclic bis(halosilane)s will also be discussed.3) 
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 特異な三環式ジシラン骨格を有する 1,6-ジシラ[4.4.4]プロペラン（1）の合成は 1971

年に報告されているものの、その大量合成の難しさから、詳細な性質解明が進んでいな

い 1。先に我々はジフルオロジシランを架橋前駆体とする化合物 1の高効率合成法を開

発し、大量合成を可能とした 2。本研究では、化合物 1 と各種ハロゲン化剤との反応を

検討した。その結果、ケイ素—ケイ素結合切断を伴って、二環式ハロシラン誘導体が得

られた。これら二環式ハロシラン誘導体の反応性も検討したので合わせて報告する 3)。 
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